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Introdução 

As bases de Schiff derivadas de salicilaldeído são 

ligantes polidentados que formam diversos 

complexos estáveis com diferentes cátions 

metálicos de transição. Esses complexos têm sido 

frequentemente estudados como catalisadores [1, 

2], mediadores redox em reações orgânicas [3, 4] e 

em eletrocatálise [5, 6]. Entretanto, apesar da 

intensa investigação ao longo da última década, 

poucos trabalhos são relatados com estudo da 

eletropolimerização desses complexos.  

Resultados e Discussão 

O monômero complexo foi sintetizado de acordo 

com procedimento descrito na literatura [7]. 

A performance eletroquímica foi realizada em um 

potenciostato/galvanostato µ-Autolab
®
 Type III 

acoplado a um microcomputador com célula 

eletroquímica convencional composta por um 

eletrodo de calomelano saturado (ECS) como 

referência, eletrodo auxiliar de platina e eletrodo de 

platina modificado como trabalho. Filmes 

nanoestruturados ultrafinos foram obtidos sobre a 

superfície de um eletrodo de platina (área de 0,071 

cm
2
) por eletropolimerização utilizando-se uma 

solução 1,0 x 10
-3

 mol/L do monômero complexo 

N,N’–ethylenebis(5-(2-thyenyl)salicylideniminato)ni-

ckel(II) – [Ni(tiofeno-salen)] – contendo 0,1 mol/L de 

Bu4NPF6 em diclorometano. A solução foi desaerada 

utilizando-se gás nitrogênio puro. O comportamento 

eletroquímico foi analisado por voltametria cíclica. A 

Figura 1 apresenta os voltamogramas cíclicos para 

a eletropolimerização do monômero-complexo 

[Ni(tiofeno-salen)], cada ciclo voltamograma 

representa a formação de uma monocamada sobre 

a superfície do eletrodo de platina. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Eletropolimerização anódica do [Ni(tiofeno-salen)] 

(1,0 x 10
-3

 mol/L) em diclorometano e Bu4NPF6 (0,1 mol/L). 

A Figura 2 apresenta o comportamento 

eletroquímico do eletrodo modificado em solução 0,5 

mol/L de KCl.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Eletropolimerização anódica do monômero complexo 

(1,0 x 10
-3

 mol/L) em diclorometano contendo 0,1 mol/L de 

Bu4NPF6. 

A correlação linear da corrente de pico com a raiz 

quadrada da velocidade de varredura indica que o 

sistema é similar ao processo controlado por 

difusão. Este comportamento sugeri uma mobilidade 

dos contraíons do eletrólito de suporte necessário 

para o transporte de carga ou para manter a 

eletroneutralidade na superfície do eletrodo durante 

o processo redox. 

Conclusões 

A incorporação de complexos tiofeno-Schiff em 

forma de polímero oferece algumas vantagens em 

certas aplicações como: a possibilidade de controlar 

a espessura do filme na superfície do eletrodo, boa 

propriedade da membrana nanoestruturada 

formada, facilidade em realizar medidas 

eletroquímicas em meio aquoso, fácil preparação 

dos eletrodos modificados e excelente 

reprodutibilidade.  
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